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1. Zakladni pozadavky

Pfedmétem projektu je navrh Upravy expozicniho osvétleni v Letohradku Portheimka.

2. Vychozi podklady

Pro stanoveni parametr(i a poZadavku na navrh osvétleni pro vystavni ucely byly pouzity nasledujici
podklady:

= PoZadavky objednatele

= Pudorysy feSenych prostor

= CSN EN 13032-1 Svétlo a osvétleni — Méfeni a uvadéni fotometrickych tdajli svételnych
zdrojii a svitidel — Cast 1: Méfeni a format souboru udajd; 2012;

= (SN EN 12665 Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni pozadavki
na osvétleni, 3/2022

= (SN P CEN/TS 16163 Ochrana kulturniho dédictvi — Smérnice a postupy pro vybér

vhodného osvétleni do expozice, 2014;

CIE 157:2004- Control of damage to museum objects by optical radiation, 2004;

RP-30-96 Museum and Art Galery Lighting: A Recommended Practice; New York, 1996;

D.L.DiLaura a kol.: The Lighting Handbook, New York, IES, 10. vydani, 2011;

137/006 Sb. Zakon a vefejnych zakazkach;

Nafizeni komise (ES) €. 245/2009

3. Pozadavky na osvétleni

Parametry osvétleni pro muzea a galerie jsou uvedeny v technické normé pro ovéfeni (CSN P CEN/TS
16 163) a v narodnich a mezinarodnich smémicich a doporuceni. PoZzadavky na osvétleni zahrnuji
dvé hlediska: konzervatorské a vystavni. Pozadavky na osvétleni z pohledu konzervatorského souviseji
s ochranou exponatl pfed poSkozujicimi U¢inky optického zafeni, zejména UV zafeni. Pozadavky
na osvétleni z pohledu vystavniho souviseji s viemem exponatli z pohledu navstévnikd, tedy s Citelnosti
a rozliSitelnosti exponatl. Z pohledu ochrany exponatl se kontroluje podil ultrafialového zafeni
ve svételném toku pouZitych svételnych zdroji pomoci Cinitele po$kozeni Pgm (MW/Im). DalSim
parametrem, ktery v sobé zahrnuje pozadavky obou hledisek, je osvétienost exponatu E (Ix). Pozadovany
rozsah osvétlenosti v zavislosti na citlivosti exponatu je od 50 Ix do 150 Ix. Pro exponaty necitlivé
na optické zafeni (anorganické materialy), neni osvétienost omezena, ale doporucuije se, aby nepfesahla
hodnotu 1 000 Ix. Mezi kvalitativni charakteristiky osvétleni patfi barevné (spektralni) viastnosti pouZitych
svételnych zdrojd, které ovliviiuji barevnost a pfirozenost barevného vzhledu vystavenych pfedmétu.
Tyto vlastnosti se popisuji barevnym tonem svétla (nahradni teplotou chromati¢nosti) a indexem podani
barev. Vzhledem Kk relativné nizkym hladinam osvétleni je navrzen teple bily barevny tén svétla
(Tep <3000 K). Vzhledem kjiz pouzivanym svétlometim, kdirazu na kvalitu vizuélniho viemu
a k technickému vyvoji v oblasti svételnych zdrojli je pozadovany index podani barev pouzitych svételnych
zdroju pro hlavni expozice Ra = 95. Z duvodu zajisténi jednotnosti viemu osvétleni doporucujeme volit
osvétlovaci zdroje s parametrem standardni odchylky pfi srovnavani barevnosti SDCM < 2 (Standard
Deviation Colour Matching). Souhrn pozadovanych technickych parametri na osvétleni:

obsah UV zéfeni: Pam < 75 yW/Im
hladina osvétlenosti: E=50-150 Ix pro citlivé exponaty
E =300-1000 Ix pro necitlivé exponaty
teplota chromatiCnosti: ~ T¢, <3 000 K
index podani barev: R.=95
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4. Pozadavky na svitidla
4.1 Pozadavky na svétlomety

4.1.1 Vykonové parametry svétlometu

Potfebné svételné technické charakteristiky svétlometl jsou stanoveny na zakladé poZadavku
na osvétleni vystavnich prostord (viz ¢ast 3) a geometrickych parametri vystavnich prostor. Vyska
umisténi svétiometl ve vystavnich prostorech, které jsou pfedmétem navrhu je cca 3m. Standardni vyska
stfed(l vystavovanych exponati na vystavnich sténach odpovida vySce oCi dospélého Clovéka
ti. h=1,5m. Odstup vystavnich svétlometl od vystavnich stén je ve vystavnich prostorech takovy,
aby nedochéazelo k odleskiim zdroju svétla na exponatech smérem k pozorovateli a aby si navstévnik
nestinil. Doporu€eny idealni vystavni Uhel je 30°(viz obr. 1), v praxi se zpravidla pohybuje v rozsahu
20°az 45°. Prostorové exponaty jsou zpravidla umistény na vystavnim mobiliafi nebo pfimo na podlaze
a minimaini vy$ka pozorovacich exponatl pfi uvazovani vystavniho mobiliafe je h=0,5m. Z vyse
uvedenych Udaju byly stanoveny pozadavky na vykonové parametry svétlometu prostrednictvim osovych
svitivosti a uhld polovicni svitivosti (,vyzafovacich uhld®).
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Obr. 1 Typova situace umisténi svétlomet( a exponatt ve vystavnich prostorech
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citlivy exponat
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citlivy exponat
50 - 150 Ix

Pro dosazeni osvétlenosti E, =150 1Ix na citlivych exponatech (stfed exponatu), pfi vySe uvedené
geometrii osvétlovaci soustavy, musi mit hlavni svétiomety osovou svitivost /max =3 500 cd, véetné
uvazovani udrzovaciho €initele (z = 0,8). Vzhledem k tomu, Ze citlivé exponaty mohou mit rizné rozméry,
jsou v ndvrhu zvoleny svétlomety s riznou velikosti vyzafovacich uhld (Uzky — S, stfedné Siroky — M,
Siroky — F, velmi Siroky — WF). Tyto ahly pfiblizné odpovidaji exponatim s podélnymi rozméry 0,5m, 1m,
1,5m a 2m. V pfipadé akcentového osvétleni pro necitlivé exponaty, kde je poZadavek az E =1 000 Ix,
je potfebna osova svitivost Inax=8500 cd, véetné zahrnuti vlivu udrzovaciho Cinitele (z=0,8).
Pro akcentové osvétleni se zpravidla pouzivaji pouze svétiomety s uzkym vyzafovacim uhlem. Pozadavky
na tento typ exponat byly proto zohlednény pouze u svétlometu s izkym vyzafovacim Ghlem. Na zakladé
vySe uvedenych Udajl byly pro vystavni prostory navrzeny listové svétlomety s nasledujicimi parametry:
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svétlomet uzky S (spot) uhel polovicni svitivosti: 5° < Yimax S 11°

doporucena osova svitivost: Imax = 16 000 cd
svétlomet stfedné Siroky M (medium) uhel polovicni svitivosti: 12° < Yimax < 25°
doporucéend osova svitivost: Imax = 8 500 cd
svétlomet Siroky F (flood) uhel polovicni svitivosti: 26° < Yimax < 40°
doporucena osova svitivost: Imax 2 7 500 cd
svétlomet velmi Siroky WF (wide flood) uhel polovi¢ni svitivosti: 41° < Yimax < 60°
doporucena osova svitivost: Imax = 3 500 cd

4.1.2 Provozné technické charakteristiky svétlometu
Mezi z&kladni pozadavky na svétlomety pro vystavni ucely patfi jejich variabilita z nésledujicich hledisek:

= nastaveni hladiny osvétlenosti pro exponaty s odliSnou citlivosti na optické zafeni (moznost
regulace);

= moznost osvétleni exponatl riznych velikosti (rizné ,vyzafovaci uhly®);

= moznost osvétleni exponatu v riznych mistech vystavniho prostoru (moZnost smérovani);

= moznost clonéni svétlometu sviticich do vystavniho prostoru.

Vzhledem k poZadavku na nastaveni rizné Urovné osvétleni je tfeba aby svétlomety byly plynule
stmivatelné. Vzhledem k tomu, ze stavajici osvétleni neni pfipojeno na centralni fidici systém, ktery
by umoznoval regulaci jednotlivych svitidel, musi byt svétiomety regulovateiné individuainé (lokaing).
Svétlomety budou vybaveny ruéni plynulou regulaci, umoznujici nastaveni osvétlenosti pro riizné citlivé
exponaty v min. rozsahu od 50 Ix do 150 Ix. Aby bylo nastaveni hladiny osvétlenosti dostateéné pfesné,
musi byt ruéni regulace realizovana potenciometrem. Minimalni spodni rozsah regulace fmin <1 -5 %,
viz technicka specifikace. Pro osvétleni exponatu rGznych velikosti je tfeba, aby jednotlivé svétiomety
umoziovaly zménu vyzafovaciho Uhlu. Této variability Ize dosahnout bud svétlomety s vyménnymi
optickymi systémy (reflektory, refraktory), nebo svétlomety s plynule ménitelnym vyzafovacim uhlem
(zoom). Oba zpUsoby jsou mozné. Z pohledu smérovani je tfeba, aby svétiomety byly schopné osvétlit
exponaty, které mohou byt pldorysné umistény v libovolné Casti vystavniho prostoru. Proto je tfeba,
aby svétlomety umozriovaly otaeni kolem svislice v rozsahu od 0°do 360°a naklon od svislice v rozsahu
od 0°do 90°. V situacich, kdy se osvétluji exponaty situované ve stfedu mistnosti, jsou svétiomety
smérovany do prostoru a potencialné by mohly oslfiovat navstévniky. Z tohoto divodu musi svétiomety
umoznovat osazeni cloniciho pfisluSenstvi, j. clonicich klapek, valcovych clon, lamelovych clon apod.

Ve vystavnich prostorech 1NP je v sou€asné dobé instalovan liStovy systém, ktery je plné funkéni
avramci dodavky novych svétiometl miZe zustat zachovan. Ztohoto divodu musi byt dodané
svétlomety kompatibilni s listovym systémem ve vystavnich prostorech jak z pohledu mechanického
upevnéni, tak elektrického pfipojeni. Pozaduje se, aby dodané svétiomety mély stejnou barvu, jako
ma stavajici listovy systém v jednotlivych vystavnich prostorach (tj. bila barva). V pfipadé vzhledu
je preferovan jednotny a jednoduchy tvar svétiometl. Vyhledové vSak doporudujeme vramci Upravy
expozice modernizovat i listovy systém, ktery je mozné v ramci modernich moznosti provést subtilngji.

Stavaijici listové systémy byly pivodné navrhovany pro svétiomety s halogenovymi Zarovkami 50 W.

Z tohoto ddvodu nesmi pfikon novych svétlometd prekrocit pfikon plvodnich svétiometd, tj. 50 W.
U ostatnich mistnosti neni celkovy pfikon vyS$i nez souCasny instalovany pfikon. Z pohledu udrzby
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se pozaduje dlouhd doba Zivota svételnych zdrojl, minimainé 50 000 hodin. Z pohledu instalace
a manipulace se svétlomety je tfeba, aby jejich hmotnost nebyla pfili§ velika (max 3 kg). Vzhledem k tomu,
Ze soucasti expozice mize byt zvukovy nebo hudebni doprovod, poZaduje se, aby svétlomety nemély
aktivni chlazeni, které by bylo zdrojem akustického ruseni.

4.2 Pozadavky na neprimé osvétleni

Celkové expozitni osvétleni v mistnosti 201 zajistuji v soucasnosti nepfimo svitici reflektory umisténé
na fimse. Svitidla jsou rozmisténa v pravidelnych rozestupech. Vzhledem k charakteru vyzafovani
stavajicich svitidel dochazi k nerovnomérmé distribuci svétla podél stropu. Nové je navrzena soustava
je rozdélena na dva stupné, LED moduly zajistujici nepfimé osvétleni prostoru a rovnomérné osvétleni
stropu a svétlomety zajistujici osvétleni vystavovanych exponatu a grafiky.

Déale bylo nepfimé osvétleni pouZito ve vstupni chodbé a na schodistich a ve vystavnim prostoru 116.
Ve vstupni chodbé jsou nové navrzena pfimo nepfiméa svitidla pro zajiSténi rovnomérného celkového
osvétleni. Na schodistich jsou navrzeny pfisazené svétlomety s mozZnosti vymény optického systému
a vyklapéni pro mozné zajisténi pfimého i nepfimého osvétleni dle potieby (napfiklad v pfipadé umisténi
exponatl do nik na schodistich Ize svétlometem zajistit osvétleni exponatu). Pro nepfimé nasvétleni
prostoru 116 jsou voleny svétlomety s optikou wall washer umisténé do listy spolu se svitidly pro osvétleni
exponatd.

5. Navrh osvétleni

Navrh osvétleni se zabyva expoziénimi prostory Letohradku Portheimka. Pro chodby v 1NP jsou navrzena
nasténna pfimo-nepfima svitidla. Schodisté jsou osvétlena nasténnymi svétlomety s vyménou optikou
a moznosti naklapéni pro vytvoreni nepfimého i pfimého nasvétleni schodisté ¢i vystavenych prvki.
Expozi¢ni prostory v 1NP jsou osvétleny listovymi svétlomety, v mistnosti 118 je navrzen vestavny liStovy
systém 3f s valcovymi svétlomety s vyménou optikou. Vzhledem ke stavu stavajici osvétlovaci soustavy
doporuéujeme alespon vyhledové vestavné listy vyménit a doplit liSty v zadni ¢asti prostoru. Prostor 116
s nasténnymi 3f liStami a svétlomety typu wall washer zajistujicimi dostate¢né nasvétleni obrazu a mapy
ve snizeném prostoru 117. Zaroven jsou zde umistény svétlomety pro nepfimé osvétleni prostoru.
Expozi¢ni prostory ve 2NP jsou osvétleny svétlomety umisténymi na zavéSené 3f listé v bilé barvé (202,
203, 204). Pro osvétleni prostoru 209 byla zvolena zavéSena kruhova lista se svétlomety v barvé
korespondujici se stropem napf. bronz. Pro mistnost se zrcadlovym stropem byla volena nasténna
varianta svitidel obdobné jako expozi¢nim prostoru 116.

Mistnost 201 je osvétlena dvéma druhy svitidel, linearni moduly umisténé na fimse tvofi nepfimé
nasvétleni stropu, smérovatelné svétiomety spolu s 3f liftou umisténé taktéz na fimse, osvétlujici spodni
Cast expoziCniho prostoru, exponaty a grafiky.

6. Systém rizeni a ovladani osvétleni

Navrzené svétlomety jsou fizeny potenciometry pro moznost plynulé regulace vramci stavajici
elektroinstalace, zaroven jsou volena svitidla, u kterych je moznost varianty napojeni na systém ovladani
DALI. U malonapétovych svétlomet( je fizeni navrzeno na drovni pfedfadniku soustavy.

V pfipadé vyuziti systému Ffizeni osvétleni bude rozsah a zpusob fizeni a ovladani osvétleni feSen
v navazujicim stupni PD.
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7. Zavér

Nasvétleni exponatl bude probihat ve spolupraci s architektem a kuratory vystavy. Respektovany budou
individualni pozadavky na vystavovani jednotlivych pfedmétd, obecné zasady pro ochranu exponatl pfed
$kodlivymi Ginky optického zafeni i pozadavky CSN P CEN/TS 16 163 Ochrana kulturniho d&dictvi —
Smérnice a postupy pro vybér vhodného osvétleni do expozice. Pouzitd svitidla budou osazena
svételnymi zdroji s vysokym indexem podani barev (Ra = 90 pro celkové osvétleni, Ra = 95 pro expoziéni
osvétleni) a s limitovanym podilem UV zéfeni. Svitidla budou v regulovatelném provedeni, které umozni
plynulé nastaveni osvétlenosti na povrchu exponatl. Navrzené Upravy nemaji vliv na rozvody
elektroinstalace.

Pro dosazeni navrzenych kvalitativnich a kvantitativnich parametrd osvétlovaci soustavy je tfeba,
aby pfirealizaci byla pouZita svitidla, ktera svymi technickymi parametry odpovidaji parametrim
pozadovanym, uvedenym v technické specifikaci svitidel. Dodavku svitidel lze provést pouze
po odsouhlaseni investorem a projektantem osvétleni.

V Praze dne 22. 11. 2023 Ing. Jifi Pavelka

Ing. Zuzana Panska
atelier svételné techniky s.r.o.
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